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（A）リジン残基（Lys）に付加

（B）SS結合を還元

（C）アミノ酸置換

糖鎖改変による抗体修飾

①：糖鎖の切断

部位特異的にアジド基を導入

普遍的に存在するFc
糖鎖を改変
⇒
既存抗体に広く応用
可能

非ヒト型糖鎖の除去
⇒
免疫原性の軽減

糖鎖の均一化

②：アジド基付加糖鎖を転移

均一な局在と個数
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従来の抗体修飾

・ランダムな修飾
・結合部位制御不可
・不均一な複合体

・抗体改変が必要
・汎用性が低い
・均一な複合体

・ヒンジ近傍に修飾
・SS結合を切断
・不均一な複合体

システイン残基
（Cys）に付加

ADC

RI標識抗体

：抗がん剤

：キレート

N3

N3

・DARの制御
・優れた血中滞留性

・RI標識部位の制御
・RI標識効率の制御
・体内動態の制御
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新規性・優位性を鑑みた将来性

1. RI 標識部位が制御された均一複合体を作製するための基盤技術

を構築して、RI標識における再現性向上に寄与する。

2. 抗体にアミノ酸置換・改変を加えることなく、部位特異的修飾

を行うもので、既存の抗体に対して広く応用可能な技術である。

RI標識のみならず、様々な抗体修飾、武装化抗体医薬への応用

が期待できる。

➢ 製薬企業

➢ バイオテック/創薬支援

➢ CMO/CDMO/CRO/SMO

➢ 医療/診断/分析（機器）

N/A

• Manabe S, et al. (2019) Bioconjug Chem 30: 1343-1355.

• Takashima H, et al. (2021) Cancer Sci 112:1975-1986. 

抗体糖鎖の改変技術を駆使したRI標識法の構築

修飾方法 複合体の均一性 修飾部位の制御性 SS結合 汎用性

Lys付加（従来法Ａ） 不均一 － 切断しない ＋＋（CDRに Lysがある抗体には応用不可）

SS結合還元・Cys付加（従来法Ｂ） 不均一 ＋ 切断する ＋＋＋（既存抗体に広く応用可能）

アミノ酸置換（従来法Ｃ） 均一 ＋＋＋ 切断しない ＋（抗体改変が必要）

糖鎖改変による抗体修飾 均一 ＋＋＋ 切断しない ＋＋＋（既存抗体に広く応用可能）
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